Posudek disertaéni priace Mgr. TomaSe Duchoné:
Electronic and structural properties of model catalysts based on cerium oxide.

Predkladana prace ma tfi hlavni &asti: 10 stranek ma tvod, 13 stranek ma experimentalni ¢ast a 50
stranek jsou vysledky a jejich diskuse. Praci uzavira rozsahla bibliografie (196 citaci) a priloha
vénovana fitovani namérenych fotoelektronovych spekter.

V prvni &asti je zdiivodnéna potieba modelovych systém pro detailni popis heterogenni katalyzy.
Ukazuje se na vyznam oxid( ceria které mohou vhodné nahrazovat drahé kovové katalyzatory. Tato
¢ast obsahuje prehled ziskanych poznatkii o jejich struktufe a vlastnostech.

Druhé &ast uvadi experimentalni metody pouZité ke studiu povrchi tenkych vrstev postupné
vytvaienych tenkych vrstev oxidi Ce: fotoelektronovou spektroskopii, difrakci pomalych elektront
(LEED) a elektronovou mikroskopii (LEEM).

T&3isté prace predstavuje treti ast, kterou tvori 5 praci s vyraznym podilem autora disertace: kazda
z praci je uvedena shrnujicim piehledem, pfispivajicim k porozuméni nasledujiciho reprintu prace
(publikace v J.Phys.Chem.C a Phys.Rev.B).

V 1.praci je vénovana nejen stechiometrii ale i dlleZitému rozloZeni kyslikovych vakanci. Vyuziva se
pfipravy modelovych systému CeO; a Ce;03; pomoci depozice rtizné tlustych vrstev Ce na buffer
vrstvé Ce0,(111) na substratu Cu(111) coz umoiZiiuje pfipravu vzorkd s riznou koncentraci
kyslikovych vakanci. Na tuto praci navazuje i dalsi. VyuZiti skuteénosti Ze interakce uvnitf oxidové
vrstvy je silnéjéi nei jeji interakce se substratem potvrdilo Ze pfiprava vzorkl s kontrolovanou
koncentraci kyslikovych vakanci nezavisi na substratu kdﬂi misto substratu Cu(111) byl pouZit
Ru(0001).

3.prace ukazuje moZnost pfipravy riznych definovanych struktur s mikrometrovymi rozméry na
zvoleném povrchu oxidu coZ umoiZriuje porovnavat jejich vlastnosti za identickych podminek.

Metody LEEM a fotoelektronova mikroskopie pouZité in situ odhaluji heterogenitu pfipravenych
povrchii ignorovanou jak metodami primérujicimi pres velkou oblast (XPS) tak i metodami
pracujicimi s atomovym rozlienim (STM). V souvislosti s defekty v substratu Cu(111) vyplyva potreba
vyuzivat ke studiu mikrometrovych oblasti i dal3ich metod. Ukazuje se zde na moznost ziskani
nespravnych zavéri plynouci z netiplné znalosti povrchu.

Za nejvyznamnéjsi piispévek povaZuji detailni experimentalni i teoretické studium elektronové
struktury zakladniho stavu CeO; a Ce;0s. v 5.praci. Resi se zde rozpory v literatufe predloZenych
interpretaci experimentalnich dat tykajici se obsazeni f-slupky. S pouZitim resonancni
fotoelektronové spektroskopie s tihlovym rozlisenim ziskany dispersni vztah ukazuje kovalentni
hybridizaci ve valenénim pasu mezi Ce4f a O2p v CeO; na rozdil od bezdispersniho pribéhu fotoemise
z Ce,0; prokazujiciho atomovou lokalizaci elektronu v Ce4f. Tyto zavéry potvrzuje DFT teor ie ve
vypoétech parciélni hustoty elektronovych stavi (pDOS) pro zakladni a excitovany stav.

Rozsahla bibliografie a jeji vyuZiti ukazuje autorovu dikladnou znalost studované problematiky.

Z drobnych, pievazné formalnich, vyhrad uvadim Ze v textu k obr.3.24 chybi plny popis pDOS (spin) a
se doglo k opakovani dvou identickych odstavci na str.80 a 81. V textu k obr. 3.8 by mélo byt
uvedeno Ze k plnému uréeni struktury povrchu difrakéni obrazec LEED nestaci.




PredloZena disertacni prace jasné prokazuje predpoklady autora k samostatné tvofivé praci.
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